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Aufgabenstellung:

− Partikeleintrag der 
vollautomatischen 
Fotolackprozessierungsanlagen
erfassen

− Möglichkeiten ableiten, wie 
dieser Eintrag bestmöglich 
minimiert werden könnte

Endergebnis:
− PGMEA Chemikalie als 

größter Partikelerzeuger

− Neue Testkomponenten 
(Chuck-/Endeffektor-Design) 
ohne signifikante 
Verbesserung

− Systematmosphäre nicht 
kontaminiert

− Abnehmende Partikelanzahl 
beim Handling mehrerer 
Wafer in Folge

Abdrücke eines Endeffektors auf einem Wafer

Beispielbild Endeffektor


